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紙のようなメンブレンを取り付けたマイクロチャンネルの

流動内可視化装置の作製について相談し，異素材である

メンブレンとチャンネルの接着方法やチャンネルの透明性，

厚み，流路径の加工可能範囲について検討した。メンブ

リンの接着方法やチャンネル作製のノウハウやレシピなど

について検討した。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

 マスクレス露光装置，真空蒸着装置，スピンコーター，

プラズマ CVD 装置，反応性イオンエッチング装置，スパ

ッタ装置，スマートウォーターバス，有機ドラフトチャンバ

ー，コンタクトマスクアライナー 
【実験方法】 

まずガラスウエハの上に導電膜をスパッタ装置によって

成膜する。成膜後，レジストをスピンコーターによって成膜

し，マスクレス露光装置を用いてパタニングを行いたい形

状で露光する。現像後，導電膜用のウェットエッチング液

を用いて，ウェットエッチング法によって導電膜をパタニン

グする。 
導電膜のパタニングが完了したウエハ上に，プラズマ

CVD 装置によって保護膜を形成する。その際の厚みは，

後に反応性イオンエッチング装置によって端子を露出さ

せるためになるべく薄く形成する。 
マスクレス露光装置と真空蒸着装置を用いて，リフトオ

フ法により温度計測に必要な電極の蒸着およびパタニン

グを行い，プラズマ CVD 装置によってその上に保護膜を

形成する。 
ここまでにチャンネルパターンを付与したマスクを作製

する。マスクはガラス基板にスパッタ装置にてクロムを成膜

後，マスクレス露光装置にてパタニング，ウェットエッチン

グによってチャンネル形状のマスクを作製する，コンタクト

マスクアライナーを用いて基板に所定の厚みで成膜したレ

ジストを露光し，現像する。次にメンブレン側にも同じレジ

スト材を塗布し，基板に密着させる。その後基板の反対側

から，基板ごとコンタクトマスクアライナーを用いて露光を

行い、基板ごと現像を行う。 
 

Fig. 1 にメンブレンを取り付けたマイクロチャンネルの画

像を示す。作製過程によって熱電対が切れてしまってい

たため，動作しなかった。今後作製する際には熱電対の

線幅をより太く，厚くすることを検討している。また流路の

部分において一部流路がはがれきれていない部分があっ

たため，今後はリソグラフィの現像時間をより長く行う必要

があることがわかった。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
 
 
 
Figure 1 Manufactured result of microchannel 
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